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Be schr e ibung 

Reinigungsvorrichtung und Verfahren zur Reinigung von Pro- 
zessgas einer Ref lowlotanlage 

Die Erfindung bezieht sich.auf eine Reinigungsvorrichtung fur 
das Prozessgas einer Ref lowlotanlage mit einem Reinigungs- 
raum, der eine Zuleitung fur das verunreinigte Prozessgas und 
eine Ableitung fur das gereinigte Prozessgas auf weist . 

Eine solche Reinigungsvorrichtung ist beispielsweise aus dem 
US-Patent mit der Nummer 4,951,401 bekannt. Diese Reinigungs- 
vorrichtung weist einen Kanal auf, mit dessen Hilfe das Pro- 
zessgas der Ref lowlotanlage entnommen wird und nach Reinigung 
mittels eines Filters der Anlage wieder zugefuhrt wird. Durch 
den Filter werden Verunreinigungen aus dem Prozessgas zuriick- 
gehalten, wobei der Filter ausgewechselt oder ausgewaschen 
werden kann, sobald seine Auf nahmekapazitat erschopft ist. 

Die Aufgabe der Erfindung liegt darin, eine Reinigungsvor- 
richtung fur das Prozessgas einer Ref lowlotanlage anzugeben, 
mit deren Hilfe kostengunstig eine vergleichsweise effiziente 
Reinigung des Prozessgases moglich ist . 

Diese Aufgabe wird erf indungsgemaS dadurch gelost, dass der 
Reinigungsraum eine Reinigungsf lussigkeit enthalt, die mit 
dem im Reinigungsraum befindlichen Prozessgas in Kontakt 
kommt . Durch den Kontakt des Prozessgases mit der Reinigungs- 
flussigkeit konnen die Verunreinigungen aus dem Prozessgas an 
die Reinigungsf lussigkeit abgegeben werden. Dabei kann vor- 
teilhaf terweise die Reinigungsvorrichtung optimal an die ge- 
forderte Abscheideleistung angepasst werden, da im Vergleich 
zu herkommlichen Filtern, deren Filtermedium eine die Verun- 
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reinigungen zuruckhaltende Barriere bildet, der durch eine 
mit Reinigungsf lussigkeit betriebene Reinigungsvorrichtung 
erzeugte Druckverlust sehr gering ist. Dies bedeutetet / dass 
eine Steigerung der Abscheideleistung nicht durch einen An- 
stieg des durch die Reinigungsvorrichtung erzeugten Druckver- 
lustes begrenzt ist. Ein weiterer Vorteil bei der Verwendung 
von Reinigungsf lussigkeit ist dadurch gegeben, dass diese 
ausgewechselt werden kann, ohne den Prozessablauf der Reflow- 
lotanlage zum Stillstand zu bringen. Dabei kann die entnomme- 
ne, verunreinigte Reinigungsf lussigkeit zeitgleich durch sau- 
bere Reinigungsf lussigkeit ersetzt werden, Durch die Vermei- 
dung von Stillstandzeiten der Ref lowlotanlage ist vorteilhaft 
eine Steigerung der Wirtschaf tlichkeit des Betriebs einer mit - 
der erf indungsgemafien Reinigungsvorrichtung versehenen 
Ref lowlotanlage moglich. 

GemaS einer Ausgestaltung der Erfindung ist vorgesehen, dass 
der Reinigungsraum ein aus der Reinigungsf lussigkeit beste- 
hendes Bad enthalt, wobei die Zuleitung unterhalb des Plus- 
sigkeitsspiegels des Bades in dieses mundet. Hierdurch ist es 
vorteilhaft moglich, das Prozessgas in Form von Blasen durch 
das Bad zu leiten, wodurch die Oberflache, die zur Abgabe der 
Verunreinigungen aus dem Prozessgas an die Reinigungsf lussig- 
keit zur Verfugung steht, erhoht wird. Gleichzeitig ist der 
Aufbau dieser Reinigungseinrichtung sehr einfach, so dass 
vorteilhaft eine kostengunstige Herstellung moglich ist. 

GemaS einer anderen Ausgestaltung der Erfindung enthalt der 
Reinigungsraum mindestens eine Abscheidewand, auf deren Ober- 
flache sich ein Film der Reinigungsf lussigkeit befindet. 
Hierdurch kann vorteilhaft eine genau definierte Abschei- 
deflache gebildet werden, die durch die Flache des auf der 
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Abscheidewand gebildeten Films an Reinigungsf lusigkeit gege- 
ben ist. 

Es ist vorteilhaft, wenn die Abscheidewand lotrecht oder mit 
Gefalle im Reinigungsraum angeordnet ist und im Bereich eines 
sich aufgrund dieser Anordnung ergebenen, oben liegenden Ran- 
des der Abscheidewand einer auf diese gerichtete Zufuhrung 
fur die Reinigungsf lussigkeit angeordnet ist . Hierdurch wird 
erreicht, dass die Reinigungsf lussigkeit einem Wasserfall 
gleichend und der Schwerkraft folgend, ausgehend vom oben 
liegenden Rand der Abscheidewand an dieser herunterf lieSt und 
so der Austausch der Reinigungsf lussigkeit unproblematisch 
erfolgen kann. 

Eine wiederum andere Ausgestaltung der Erfindung sieht vor, 
dass in den Reinigungsraum mindestens eine Einspritzof f nung 
fur die Reinigungsf lussigkeit gerichtet ist. Mittels vorzugs- 
weise mehrerer Einspritzof fnungen kann die Reinigungsf lussig- 
keit im Reinigungsraum verteilt werden, wobei sich ein Ge- 
misch mit dem zu reinigenden Prozessgas bildet. Hierdurch 
wird vorteilhaf terweise die Oberflache, die zur Aufnahme von 
Verunreinigungen in die Reinigungsf lussigkeit zur Verfugung 
steht, vergrofiert. Es kann beispielsweise ein Fliissigkeits- 
vorhang gebildet werden, durch den das Prozessgas geleitet 
wird. Die Einspritzof fnungen konnen aber auch dusenf ormig 
ausgebildet sein, so dass in dem Reinigungsraum ein Flussig- 
keitsnebel erzeugt werden kann. 

Eine weiterfuhrende Ausbildung der Erfindung ist durch einen 
Zusammenschluss von mehreren jeweils eihen Reinigungsraum 
enthaltenden Modulen derart, dass alle Reinigungsraume durch 
ein Prozessgas durchstrombar sind, gekennzeichnet . Hierbei 
kann der Zusammenschluss zum einen als Parallelschaltung meh- 
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rerer Module erzeugt werden, wodurch vorteilhaft eine einfa- 
che Anpassung der Kapazitat der Reinigungsvorrichtung an ver- 
schiedener Ref lowlotanlagen moglich wird. Dabei entsteht nur 
ein geringer konstruktiver Aufwand und die Verringerung von 
Einzelkomponenten wirkt sich gunstig auf die Lagerhaltung bei 
dem Vertrieb der Reinigungsvorrichtung aus . Eine andere Mog- 
lichkeit ist die Reihenschaltung von Modulen, wodurch die 
Reinigungsvorrichtung in Bezug auf die Qualitat des Abschei- 
deergebnisses modif iziert werden kann. Dabei konnen insbeson- 
dere Module mit verschiedenen Wirkprinzipien, beispielsweise 
den oben bereits beschriebenen, hintereinandergeschaltet wer- 
den, so dass die Vorteile der einzelnen Wirkprinzipien unter- 
einander kombiniert werden konnen. 

Gemafi einer weiteren Ausgestaltung der modulartigen Bauweise 
ist vorgesehen, dass in den Reinigungsraumen der Module Rei- 
nigungsf lussigkeiten mit unterschiedlichen Reinigungseigen- 
schaften vorgesehen sind. Hierdurch konnen unterschiedliche 
Reinigungsf lussigkeiten ausgewahlt werden, die vorteilhaft 
jeweils optimal an unterschiedliche, jeweils auszuscheidende 
Stoffe angepasst sein konnen. Mit diesen Reinigungsf lussig- 
keiten lassen sich dann jeweils optimale Reinigungsergebnisse 
erzielen. Bei Einsatz unterschiedlicher Reinigungsf lussigkei- 
ten ist es besonders vorteilhaft, die Module bezuglich des zu 
reinigenden Prozessgases in Reihe zu schalten, weil das Pro- 
zessgas dann in einem Durchlauf alle unterschiedlichen Reini- 
gungsf lussigkeiten passiert. 

Vorteilhaf terweise kann der Reinigungsraum einen Ablauf auf- 
weisen, der mit einer Klarvorrichtung fur die Reinigungsf lus- 
sigkeit verbunden ist. Die Klarvorrichtung kann beispielswei- 
se aus einem Klarbecken bestehen, in dem sich die in die Rei- 
nigungsf lussigkeit eingebrachten Verunreinigungen als Klar- 
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schlatran absetzten. Dieser lasst sich dann einfach entsorgen, 
wahrend die geklarte Reinigungsf lussigkeit dem Reinigungspro- 
zess wieder zugefuhrt werden kann. Dadurch ergibt sich die 
Moglichkeit einer Mehrf achverwendung der Reinigungsf lussig- 
keit, wodurch die Wirtschaf tlichkeit bei dem Betrieb der Rei- 
nigungsvorrichtung vorteilhaft weiter gesteigert werden kann. 

Die Erfindung bezieht sich ferner auf ein Verfahren zur Rei- 
nigung von Prozessgas einer Ref lowlotanlage, bei dem verun- 
reinigtes Prozessgas der Ref lowlotanlage entnommen und einem 
Reinigungsraum zugefuhrt wird. 

Ein solches Verfahren ist aus dem eingangs erwahnten 
US-Patent 4,951,401 bekannt, wobei die Aufgabe dieser Erfin- 
dung darin liegt, ein Verfahren zur Reinigung von Prozessgas 
einer Ref lowlotanlage anzugeben, welches kostengunstig und 
vergleichsweise effizient umgesetzt werden kann* 

Die erf indungsgemaSe Losung dieser Aufgabe gelingt dadurch, 
dass das Prozessgas in dem Reinigungsraum mit einer Reini- 
gungsf lussigkeit in Kontakt gebracht wird. Hierdurch ergeben 
sich die im Bezug auf die erf indungsgemaSe Reinigungsvorrich- 
tung bereits erwahnten Vorteile. 

GemaS einer Ausgestaltung des Verfahrens ist vorgesehen, dass 
das Prozessgas durch Kondensation der in diesem enthaltenen 
Verunreinigungen in der Reinigungsf lussigkeit gereinigt wird. 
Dabei wird der Effekt genutzt, dass das Prozessgas durch den 
Kontakt mit der Reinigungsf lussigkeit abgekiihlt wird, wodurch 
eine Kondensation der Verunreinigungen in der Reinigungsf lus- 
sigkeit erfolgt. Diese kondensierten Verunreinigungen 
verbleiben in der Reinigungsf lussigkeit , wodurch das Prozess- 
gas gereinigt wird. Das Verfahren der Kondensation der Verun- 
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reinigungen birgt den Vorteil/ dass das Kondensat aus der 
Reinigungsf lussigkeit auf einfache Weise, beispielsweise mit 
der bereits erwahnten Klarvorrichtung, aus der Reinigungs- 
flussigkeit entfernt werden kann, so dass diese mehrfach ver- 
wendet werden kann. Hierdurch wird die Wirtschaf tlichkeit des 
Verfahrens verbessert . 

Eine andere Ausgestaltung der Erfindung sieht vor, dass das 
Prozessgas durch Binden der in diesem enthaltenden Verunrei- 
nigung an Bestandteile der Reinigungsf lussigkeit gereinigt 
wird. Hierbei ist sowohl die chemische wie auch die physika- 
lische Bindung an Bestandteile der Reinigungsf lussigkeit 
denkbar, wodurch vorteilhaf terweise Verunreinigungen aus dem 
Prozessgas abgeschieden werden konnen, welche durch das be- 
reits beschriebene Prinzip der Kondensation nicht oder nur 
unzureichend abgeschieden werden konnen. Dies ist beispiels- 
weise bei fliichtigen Substanzen der Fall, deren Kondensati- 
onstemperatur so gering ist, dass eine Abkuhlung des Prozess- 
gases auf diese Temperaturen wirtschaf tlich nicht sinnvoll 
ware. 

Eine andere Ausbildung des Verfahrens sieht vor, dass die 
Reinigungsf lussigkeit dem Reinigungsraum kontinuierlich zuge- 
fuhrt und entnommen wird. Hierbei ergibt sich der Vorteil, 
dass in der Reinigungsvorrichtung ein stationarer Zustand 
eingestellt werden kann, bei dem das Konzentrationsgef alle 
der Verunreinigungen zwischen dem Prozessgas und der Reini- 
gungsvorrichtung konstant gehalten werden kann. Hierdurch 
lassen sich vorteilhaf terweise gleichbleibende Ergebnisse 
hinsichtlich des in der Ref lowlotanlage ablaufenden Prozesses 
einstellen, wodurch die Qualitat der in der Ref lowlotanlage 
hergestellten Produkte vorteilhaf t verbessert werden kann. 
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Weitere Einzelheiten der Erfindung werden im Folgenden anhand 
der Zeichnung beschrieben. Hierbei zeigen 

Figur 1 ein Ausf uhrungsbei spiel der erf indungsgemaSen 

Reinigungsvorrichtung, angeschlossen an einer 
Ref lowlotanlage / im schematischen Schnitt, 
die 

Figuren 2 bis 4 weitere Ausfuhrungsbeispiele der erfindungs- 

gemaSen Reinigungsvorrichtung im schemati- 
schen Schnitt und 

Figur 5 ein Ausf uhrungsbei spiel der erf indungsgemafien 

Reinigungsvorrichtung in modularer Anordnung 
schematisch und teilweise auf geschnitten. 

In Figur 1 ist eine Reinigungsvorrichtung 11 dargestellt, 
welche uber eine Zuleitung 12 und eine Ableitung 13 mit einer 
Ref lowlotanlage 14 derart verbunden ist, dass das in der 
Ref lowlotanlage enthaltene Prozessgas entsprechend angedeute- 
ten Pfeilen der Reinigungsvorrichtung zugefuhrt und nach er- 
folgter Reinigung wieder in die Ref lowlotanlage 14 zuruckge- 
fuhrt werden kann, so dass ein Kreislauf fur das Prozessgas 
entsteht. In der Reinigungsvorrichtung ist ein Reinigungsraum 

15 enthalten, der teilweise mit einer Reinigungsf lussigkeit 

16 gefullt ist. An einer Grenzflache 17 zwischen der Reini- 
gungsf lussigkeit 16 und dem im Reinigungsraum 15 befindlichen 
Prozessgas f indet ein Austausch von Verunreinigungen aus dem 
Prozessgas in die Reinigungsf lussigkeit statt . 

Die Reinigungsflussigkeit 16 bildet mit einer Klarvorrichtung 
18 in Form eines Klarbeckens einen Kreislauf, der uber einen 
Zulauf 19 zur Reinigungsvorrichtung und einen Ablauf 20 von 
der Reinigungsvorrichtung weg geschlossen wird. In der Klar- 
vorrichtung 18 setzen sich die aus dem Prozessgas in die Rei- 
nigungsflussigkeit 16 uberfuhrten Verunreinigungen als Klar- 
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schlamm 21 ab. Der Klarschlamm kann uber ein Ablassventil 22 
der Klarvorrichtung entnommen werden. 

Als Reinigungsf lussigkeiten konnen beispielsweise inerte 
Flussigkeiten wie Wasser oder Ole eingesetzt werden, die kei- 
ne Reaktionen mit Bestandteilen des Prozessgases eingehen. 
Besonderes vorteilhaf t ist der Einsatz von .sogenannten 
Perf lourpolyethern, welche weder in Wasser noch in 6l loslich 
sind und sich durch eine hohe Bestandigkeit gegen reaktive 
Chemikalien auszeichnen. 

Im Folgenden werden weitere Ausf uhrungsbeispiele von Reini- 
gungseinrichtungen erlautert, wobei Bauteile, die entspre- 
chend dem Ausf uhrungsbei spiel gemaS Figur 1 ausgebildet sind, 
mit gleichen Bezugszeichen versehen sind und nicht naher er- 
lautert werden. 

Die Reinigungsvorrichtung 11 gemaS Figur 2 ist zylindrisch 
ausgefuhrt und weitgehend mit der Reinigungsf lussigkeit 16 
ausgefullt. Uber den Zulauf 19 und den Ablauf 20 wird die 
Reinigungsf lussigkeit kontinuierlich ausgetauscht . 

Das Prozessgas wird uber die Zuleitung 12 und einen Verteil- 
teiler 23 \anterhalb des Flussigkeitsspiegels der Reinigungs- 
f lussigkeit 16 zugeleitet, so dass das Prozessgas gereinigt 
werden kann, wahrend es in kleinen Blasen 24 in der Reini- 
gungsf lussigkeit auf steigt . 

In dem Reinigungsraum 15 der Reinigungsvorrichtung 11 gemaS 
Figur 3 sind Abscheidewande , 25 vorgesehen, die teilweise 
gleichzeitig durch die Aufienwandung der Reinigungsvorrichtung 
11 gebildet werden. An oberen Randern 26 der Abscheidewande 
sind Zufuhrungen 27 vorgesehen, die mit dem in Figur 3 nicht 
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naher dargestellten Zulauf fur die Reinigungsf lussigkeit ver- 
bunden sind. Wie angedeutet, benetzen die Zufuhrungen 27 die 
Abscheidewande 25 mit der Reinigungsf lussigkeit , so dass die- 
se an den Wanden hinablauft und sich im unteren Bereich der 
Reinigungsvorrichtung am Ablauf 20 sammelt. Dabei entsteht 
auf den Abscheide wanden 25 ein Film 28 der Reinigungsf lussig- 
keit wobei das Prozessgas an diesen Film entlangstreicht . 

Die Reinigungsvorrichtung 11 gemafi Figur 4 weist im Reini- 
gungsraum 15 eine Vielzahl von Einspritzdf fnungen 29 auf, die 
mit dem Zulauf 19 verbunden sind. Die Gesamtheit der Ein- 
spritzof fnungen erzeugt in dem Reinigungsraum 15 einen regen- 
oder nebelartigen Vorhang 30, durch den das Prozessgas gelei- 
tet wird. Die Reinigungsf lussigkeit sammelt sich im unteren 
Teil des Reinigungsraumes im Bereich des Ablauf es 20. 

In Figur 5 ist beispielhaft ein modularer Aufbau der Reini- 
gungsvorrichtung 11 dargestellt. Dabei sind Module 31a, 31b 
vereinfacht als Kasten dargestellt, wobei zwei dieser Kasten 
aufgeschnitten sind. An den geschnitten dargestellten Modulen 
ist zu erkennen, dass es sich jeweils urn die Reihenschaltung 
zweier Module mit unterschiedlichen Funktionsprinzipien han- 
delt . Die Module 31a dienen der Vorreinigung und folgen dem 
in Figur 2 dargestellten Funktionsprinzip . Die Module 31b 
dienen der Endreinigung, wobei das Funktionsprinzip gemaS Fi- 
gur 4 verwendet wird. Selbstverstandlich sind auch beliebige 
andere Kombinationen von Funktionsprinzipien denkbar. 

Die Reinigungsf lussigkeit wird zunachst den Modulen 31b und 
dann den Modulen 31a zugeleitet . Daher steht fur die Endrei- 
nigung zunachst eine gering durch Verunreinigungen beauf- 
schlagte Reinigungsf lussigkeit zur Verfugung, wodurch die Ef- 
fizienz der Endreinigung verbessert wird. Die Reinigungsf lus- 
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sigkeit wird anschliefiend noch fur die Vorreinigung verwen- 
det, wo ein Reinigungsef f ekt aufgrund der noch hohen Konzent- 
ration an Verunreinigungen im Prozessgas moglich ist. Bezug- 
lich der Flussrichtungen von Reinigungsf lussigkeit und Pro- 
5 zessgas ist also gemaS Figur 5 das Gegens t rompr inzip verwirk- 
licht. Genauso denkbar ist jedoch ein Gleichst rompr inzip so- 
fern dies fur den konkreten Anwendungsf all geeigneter er- 
scheint. AuSerdem konnen in den Modulen 31b und 31a auch un- 
terschiedliche Reinigungsf lus sigkeit en verwendet werden, urn 
10 das Prozessgas nacheinander unterschiedlichen Reinigungs- 




schritten zu unterziehen (nicht dargestellt) . 



Wahrend die Reihenschaltung der Module 31a und 31b die Reini- 
gungswirkung der Reinigungsvorrichtung 11 verbessert, zielt 
15 die parallele Anordnung der jeweiligen Modulkonibination 31a, 
31b auf eine Steigerung der moglichen Durchsatzmenge an Pro- 
zessgas. Hierdurch kann die modulare Reinigungsvorrichtung 11 
an Reflowlotanlagen mit unterschiedlicher Kapazitat angepasst 
werden . 
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Patent anspruche 

1 . Reinigungsvorrichtung fur das Prozessgas .einer Ref low- 
lotanlage mit einem Reinigungsraum (15) , der eine Zuleitung 
(12) fur das verunreinigte Prozessgas und eine Ableitung (13) 
fur das gereinigte Prozessgas aufweist, 

dadurch gekennzeichnet, 

dass der Reinigungsraum (15) eine Reinigungsf lussigkeit (16) 
enthalt, die mit dem im Reinigungsraum befindlichen Prozess- 
gas in Kontakt kommt . 

2. Reinigungsvorrichtung nach Anspruch 1, 
dadurch gekennzeichnet, 

dass der Reinigungsraum (15) ein aus der Reinigungsf lussig- 
keit (16) bestehendes Bad enthalt, wobei die Zuleitung (12) 
unterhalb des Flussigkeitsspiegels des Bades in dieses mun- 
det . 

3 . Reinigungsvorrichtung nach einem der vorangehenden Anspru- 
che, dadurch gekennzeichnet, 
dass der Reinigungsraum (15) mindestens eine Abscheidewand 
(25) enthalt, auf deren Oberflache sich ein Film (2 8) der 
Reinigungsf lussigkeit befindet. 

4. Reinigungsvorrichtung nach Anspruch 3, 
dadurch gekennzeichnet, 

dass die Abscheidewand (2 5) lotrecht oder mit Gefalle im Rei- 
nigungsraum (15) angeordnet ist und im Bereich eines sich auf 
Grund dieser Anordnung ergebenden, obenliegenden Randes (26) 
der Abscheidewand eine auf diese gerichtete Zufuhrung (27) 
fur die Reinigungsf lussigkeit angeordnet ist. 
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5 . Reinigungsvorrichtung nach einem der vorangehenden Anspru 
che, dadurch gekennzeichnet, 

dass in den Reinigungsraum (15) mindestens eine Einspritzoff 
nung (29) fur die Reinigungsf lussigkeit (16) gerichtet ist. 

6. Reinigungsvorrichtung nach einem der vorangehenden Anspru 
che, gekennzeichnet durch 

einen Zusammenschluss von mehreren jeweils einen Reinigungs- 
raum (15) enthaltenden Modulen (31) derart, dass alle Reini- 
gungsraume (15) durch das Prozessgas durchstrombar sind. 

7. Reinigungsvorrichtung nach Anspruch 6, 
dadurch gekennzeichnet, 

dass in den Reinigungsraumen (15) der Module (31) Reinigungs- 
f lussigkeiten mit unterschiedlichen Reinigungseigenschaf ten 
vorge s ehen s ind . 

8 . Reinigungsvorrichtung nach einem der vorangehenden Anspru- 
che, dadurch gekennzeichnet, 

dass der Reinigungsraum (15) einen Ablauf (2 0) aufweist, der 
mit einer Klarvorrichtung (18) fur die Reinigungsf lussigkeit 
ve rbunden ist. 

9 . Verf ahren zur Reinigung von Prozessgas einer Ref lowlotan- 
lage, bei dem verunreinigtes Prozessgas der Ref lowlotanlage 
entnommen und einem Reinigungsraum (15) zugefuhrt wird, 
dadurch gekennzeichnet, 

dass das Prozessgas in dem Reinigungsraum (15) mit einer Rei- 
nigungsf lussigkeit (16) in Kontakt gebracht wird. 
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10. Verfahren nach Anspruch 9, 
dadurch gekennzeichnet, 

dass das Prozessgas durch Kondensation der in diesem enthal 
tenen Verunreinigungen in der Reinigungsf lussigkeit (16) ge 
reinigt wird. 

11. Verfahren nach einem der Anspruche 9 Oder 10, 
dadurch gekennzeichnet, 

dass das Prozessgas durch Binden der in diesem enthaltenen 
Verunreinigungen an Bestandteile der Reinigungsf lussigkeit 
(16) gereinigt wird. 

12. Verfahren nach einem der Anspruche 9 bis 11, 
dadurch gekennzeichnet, 

dass die Reinigungsf lussigkeit (16) dem Reinigungsraum (15) 
kontinuierlich zugefuhrt und entnommen wird. 
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Zus ammenf a s sung 

Reinigungsvorrichtung und Verfahren zur Reinigung von Pro- 
zessgas einer Ref lowlotanlage 

Es wird eine Reinigungsvorrichtung (11) fur das Prozessgas 
einer Ref lowlotanlage und ein Verfahren zu deren Betrieb vor- 
geschlagen. Die Reinigungsvorrichtung enthalt erf indungsgemaS 
eine Reinigungsf lussigkeit (16) , durch die verunreinigtes 
Prozessgas (12) beispielsweise in Form auf steigender Blasen 
(24) geleitet wird. Das gereinigte Prozessgas wird der Reini- 
gungsvorrichtung (11) entnommen. Im Vergleich zu herkommli- 
chen Filtern hat die Verwendung einer Reinigungsf lussigkeit 
zur Abscheidung von Verunreinigungen aus dem Prozessgas den 
Vorteil, dass diese dem Prozessgas einen geringen Stromungs- 
widerstand entgegensetzt und gleichzeitig eine kostengunstige 
und effiziente Reinigung des Prozessgases ermoglicht. 



FIG 2 
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